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Установка отмывки пластин CHEMIXX 30pm• Встроенная система подачи жидких материалов• Широкий выбор насадок• Компактный дизайн• Удобный интерфейс на базе сенсорного экрана

http://www.eurointech.ru/tools/semi/liquid/CHEMIXX-30pm.phtml


Установка Osiris CHEMIXX 30pm предназначена для отмывки полупроводниковых пластин диаметром до 300 мм, подложек и фотошаблонов размером до 9x9" с использованием растворителей, мегазвука и механической очистки щеткой. Установка имеет до 6 линий подачи жидкого материала на каждой распределительной руке (манипуляторе), подогрев жидкого материала в линии подачи, химически стойкий корпус и чашу из полипропилена.
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Опции и сопутствующее оборудование Установка совмещения и экспонированияфоторезиста Установка проявленияфоторезиста

Размеры пластин/подложекСкорость вращенияКоличество емкостейс жидким материаломКоличество манипуляторовПодогрев материала в линииТребуемые подключения
Габариты

Круглые диаметром до 300 мм; квадратные с размерами до 9x9" (230х230 мм)До 4000 оборотов в минутуДо 3х, во встроенном кабинетеДо 2х 0До 60 СЭлектропитание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц;Вакуум: -0,8 бар;Вытяжка: приблизит. 220 м³/ч;Подача азота (опционально): 4,5 бар;Подача сжатого воздуха (опционально): 8 барДренаж1200 х 650 х 1300 мм

Держателидля подложек


